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ajustable. Ce procédé conserve la résolution des
.~ INTRODUCTION motifs du substrat « maitre » sur toute la surface.
Les progres en nanotechnologies reposent
principalement sur les méthodes de fabrication deS. Nanoimpression-UV
motifs qui doivent respecter une resolution |e systéme UV-NIL est IEVG-620 équipé d’une
nanometrique. Selon I'application, cette lampe UV & 405nm. Les motifs sont reproduits sur un

nanofabrication doit satisfaire des procédes imtiist substrat 2 pouces préparé avec la résine comnercial
faibles codts en particulier pour les cellulesisetaou  Amonil.

les LEDs... Les technologies existantes comme les )

lithographies électronique, optique ou interférrei Il RESULATS

ne sont pas compatibles avec les besoins en Les résultats suite a I'enchainement des étapes
photovoltaigue qui doivent combiner: hautetechnologiques sont montrés sur la figure 1. La
résolution, vitesse d'écriture et large surface. Lgériode des motifs 2D est conservée : 780nm sur le
lithographie par Nanoimpression (NIL) est unesubstrat « maitre » - 770nm dans le PDMS — 760nm
technique alternative prometteuse. Le procédé pte ty apres NIL. Le diametre des trous varie legeremisit :
«soft-UV NIL » présente de nombreux avantage§ont plus larges en fin de technologie (516nm ew |i
comparé aux autres techniques de NIL-UV avec dede 486nm au depart). Aussi, la photo c) montre des
moules rigides. Ce travail présente le développemed€fauts causes par des bulles d'air entre le meiuee
technologique autour de la lithographie —par€Sine Amonil.

nanoimpression en mode “soft-UV” pour des
applications PV, larges surface. L'originalité de
travaux repose sur la reproduction de motifs 2D sus
substrat 2 pouces, réalisés par lithograp
interférentielle et reproduit par nanoimpression at
moyen d'un moule PDMS, a I'échelle du substrat. Le
fabrication de I'échantillon « maitre », du moutede
la réplique seront décrite. : C) HUBERT CURIEN @nl ==

. PROCEDE DE FABRICATION

A. Fabrication de I'échantillon “maitre”

Les motifs a I'échelle nano sont réalisés a pditine
résine positive utilisée en lithographie interférele

a 2 faisceaux (IL). Le systéeme est basé sur u
technologie développée au Laboratoire Hubert Curien
a Saint-Etienne. Les motifs 2D obtenus couvrent
I'ensemble du substrat 2 pouces.

Figure 1. Images AFM et photos des motifs 2D
nanostructurés dans a) le substrat “maitre” b) le

_ o moule tampon PDMS c) la résine Amonil apres la
B. Réplique du substrat “maitre” : fabrication nanoimpression

du tampon

permettant linjection de PDMS pour la fabricationSurface, des ajustements restent cependant n¢esssai

des tampons du drjusqu'au 4 pouces, d'épaisseur POUr optimiser le procéde.



